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Nombre o denominacién / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequeria D Mediana E] Otra D
Documento de identificacion:  LJc.C. O ce O O otro Numero |
Nacionalidad/Pais de constitucién | Direccién y domicilio del titular Ciudad 'Z
Alemania 67056 Ludwigshafen, Alemania L?udyvigshafen
Direccién electrénica No. Fax hfﬁmero telefénico
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D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicac¢iones sean enviadas a

través de la direccién de correo electrénico

3. Datos del apoderado:
Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
CORREA Oscar C.C.79.524.634 T.P.A 71.027
Direccién y domicilio Ciudad
Carrera 42 No. 72 -35 Bogota
Direccién electrénica No. Fax Numero telefénico
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P102-F17 vr1 (2012-04-19)




GCAVELIER ABOGADOS COLO-16452-0841-042-0 1

4. Datos del tramite §

Correccion:

Expediente No 10.023.462

Aparece
Debe ser

Modificacion:

IZI Modificacién al capitulo reivindicatorio.

Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 23 reivindicaciones con el fin de superar las
objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respe}ltuosamente que el
examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presehtadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a la proteccion que pueda obtener sobre dicha materia y
ademas se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la conteng$ durante el tramite
de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

D Modificacién al capitulo descriptivo.
D Modificacion al resumen. :

D Modificacién a los dibujos.

5. Anexos

@ Comprobante de pago de la tasa para la presentacion de la correccion y/o modificacién por $125.000.
D Poder, si fuere el caso.
[ZI Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

I:I Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.
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6. Firma

Nombre y apellidos

OSCAR CORREA
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]

(Lo

C.C. 79.524.634 de Bogota

Tarjeta Profesional 71.027
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REIVINDICACIONES

Un compuesto pirazol de las formulas | o Il o una sal o un N-6xido del

mismo.
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A es un radical pirazol de las formulas A1, A2, o A3
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# denota el sitio de unién a las férmulas restantes | o II;

X' esS,00NR'";
{ X* es OR®. S(0)nR%;
X®  es un par solo u oxigeno:
R' es hidrégeno, alquilo C4-Cyp, cicloalquilmetilo C3-C+, alquinilo C-C1o,
alquileno C+4-C4-CN, alquileno C4-C4-OR?, C(Y)R®, C(Y)ORS, fenilo, y

fenil-alquilo C1-C4, en donde el anillo aromatico en los dos ultimos



radicales mencionados pueden ser no sustituidos o pueden llevar 1,

2, 3, 4 0 5 sustituyentes R* idénticos o diferentes;

R? es hidrégeno;

R®  es hidrogeno:;

m es 0;

R*, R*, R* se seleccionan del grupo que consiste de hidrégeno, halégeno,
CN, alquilo C4-Cqo, cicloalquilo C3-Cio, en donde los grupos
funcionales alifaticos o ciclicos en los 2 dltimos radicales
mencionados pueden ser no sustituidos o pueden ser parcial o
completamente halogenados,

C(Y)NRUR", fenilo y hetarilo de 5 miembros, en donde el anillo
aromatico de los 2 Ultimos radicales mencionados pueden ser no
sustituidos o pueden lievar 1, 2. 3, 4 o 5 sustituyentes R* idénticos o

diferentes;

R® se selecciona del grupo que consiste de hidrégeno, alquilo C4-Cyg,
cicloalquilo C3-Cq9, en donde los grupos funcionales alifaticos o
ciclicos en los 2 dltimos radicales mencionados pueden ser parcial 0
completamente halogenados, y

OR?:

R%, R* se selecciona del grupo que consiste de hidrégeno, halégeno,

alquilo C4-C1o, en donde el grupo funcional alifatico o ciclico en el



ultimo radical mencionado puede ser no sustituido, o puede ser
parcial o completamente halogenado, y

fenilo;

R%', R® se selecciona del grupo que consiste de hidrogeno, alquilo C-Cio,
cicloalquilo C3-Cro, alquenilo C»-C4o, en donde los grupos funcionales
alifaticos o ciclicos en los 3 ultimos radicales mencionados pueden
ser no sustituidos o pueden ser parcial o completamente
halogenados,
hetarilo de 5 o 6 miembros, fenilo, fenil-alquilo C4-C4, fenoxi-alquilo
C1-C4 y hetaril-alquilo C-C4 de 5 o 6 miembros, en .donde el
heteroaromatico y el anillo aromatico de los 5 Ultimos radicales
mencionados pueden ser no sustituidos o pueden llevar 1.2, 3,405

sustituyentes R* idénticos o diferentes;

R®? es alquilo C4-C1o;

Y es O;

R'? es OR?:

R? es alquilo C4-Cy;

R es alquilo C4-Cg;

R? RP, R® se seleccionan independientemente uno del otro de alquilo C4-Cy,

y hetarilo, en donde el anillo aromatico en el Ultimo radical



mencionado puede ser no sustituido o puede llevar 1, 2, 3, 4 o
sustituyentes que, independientemente uno del otro, se seleccionan
del grupo que consiste de halégeno, alquilo C4-C4 y haloalquilo C;-

Cs;

R?, R" son hidrogeno;

R* se selecciona del grupo que consiste de halégeno, nitro, alquilo C4-Ca,
haloalquilo C4-C4. alcoxi C4-C4, haloalcoxi C4-C4, alquiltio C4-Ca,
haloalquiltio C4-Cs4, y alquilsufonilo C4-C4excepto para los
compuestos de la férmula |, en donde

- A es de la formula A3, X' es O, R', R? R®, R® y R® son cada uno
hidrégeno, y R*® es fenilo

X" es O, R', R?y R® son cada uno hidrégeno y A es 1-metilpirazol-5-ilo,
1-metil-4-cloropirazol-5-ilo, 1-etil-4-bromopirazol-3-ilo, 1-etil-3-
metilpirazol-4-ilo, 1-metil-3-trifluormetilpirazol-4-ilo, 4-yodopirazol-3-
ilo, 1-metilpirazol-3-ilo, 5-cloro-1-metilpirazol-3-ilo, 5-nitropirazol-3-ilo,
1-(4-clorofenil)-5-trifluorometilpirazol-4-ilo,  1-fenil-3,5-dimetilpirazo1-

4-ilo;
y también excepto para los siguientes compuestos:
- piridin-3-ilamida de acido 1-(4-clorofenil)-5-trifluorometil-1H-pirazol-4-

carboxilico,

- piridin-3-ilamida de acido 3,5-dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxilico.



El compuesto como se reivindica en la reivindicacion 1 de la férmula .

El compuesto como se reivindica en la reivindicacion 1 de la férmula |, en

donde X' es oxigeno.

El compuesto como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde R' es

hidrégeno, alquilo C-C3, o alquileno C4-C4-CN.

El compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a

4, en donde A es un radical A1.

El compuesto como se reivindica en la reivindicacion 5, en donde R*' y R®"
se seleccionan, independientemente uno del uno del otro de hidrégeno,

haldégeno, CN, alquilo C4-C4, haloalquilo C4-C4, y cicloalquilo C3-Ce.

El compuesto como se reivindica en la reivindicacién 6, en donde R*' y R®
se seleccionan, independientemente uno del otro, de hidrégeno, halégeno,

CN, CH3, CHzF, CHFZ Yy CF3.

El compuesto como se reivindica en la reivindicacion 5 6 6, en donde R*' o

R%" es hidrégeno o ambos R*' y R%" son hidrogeno.

El compuesto como se reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones
5 a 8, en donde R®' se selecciona del grupo que consiste de alquilo C4-Cio,

haloalquilo C1-C+o, cicloalquilo C3-Cqo, fenilo, bencilo, hetarilo de 5 o 6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

miembros, en donde el anillo (hetero)aromatico de los 3 ultimos radicales
mencionados pueden ser no sustituidos o pueden llevar 1. 2, 3, 4 0 5
sustituyentes R* idénticos o diferentes que se seleccionan de haldégeno,
alquilo C4-C4, haloalquilo C4-C4, alcoxi C4-C4, haloalcoxi C4-Cg,

alquilsulfonilo C+-Cg4, y haloalquilsulfonilo C4-Ca.

El compuesto como se reivindica en la reivindicacién 9, en donde R®' es

alquilo C4-C4 o haloalquilo C4-Cs.

El compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 5 a

10, en donde el compuesto pirazol es un compuesto de la formula |.

El compuesto como en la reivindicacién 11, en donde X' es oxigeno.

El compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a

4, en donde A es un radical A2.

El compuesto como se reivindica en la reivindicacion 13, en donde R*? se

selecciona de hidrégeno, halégeno y alquilo C4-Ca.

El compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 13 6
14, en donde R®? se selecciona del grupo que consiste de hidrégeno, alquilo

C+-C19, haloalquilo C4-C1q y fenilo.

El compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 13 a

15, en donde R® es alquilo C4-C..

P



17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

El compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 13 a

16, en donde el compuesto pirazol es un compuesto de la formula .

El compuesto como se reivindica en la reivindicaciéon 17, en donde X' es

oxigeno.

El compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a

4, en donde A es un radical A3.

El compuesto como se reivindica en la reivindicacion 19, en donde R*® se

selecciona de hidrégeno, halégeno y alquilo C4-Cs.

El compuesto como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 19 6
20, en donde R* se selecciona del grupo que consiste de alquilo C4-Cio,
fenoxi-metilo, en donde el anillo aromatico del altimo radical mencionado
puede ser no sustituido o puede llevar 1, 2, 3, 4 o 5 sustituyentes R

idénticos o diferentes que se seleccionan de haloégeno.

El compuesto como se reivindica en la reivindicacién 19 6 21, en donde el

compuesto pirazol es un compuesto de la formula I.

El compuesto como se reivindica en la reivindicacién 22, en donde X' es

oxigeno.
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